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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ビーム（５、７）のための少なくとも一つの経路アパーチャ（１２、１３）を完全に囲繞
する平坦なビームの断面リミッター（１０）を有する電磁放射ビーム（３、５、７）のた
めの制限装置（９）であって、前記装置（９）は、第二ビームの断面リミッター（１４）
を有し、
前記第一ビームの断面リミッター（１０）は、２つの相互に交わる異なる寸法のビーム用
経路アパーチャ（１２、１３）を有し、
動作位置において、第二ビームの断面リミッター（１４）は、前記２つの相互に交わるビ
ーム用経路アパーチャ（１２、１３）の交線（１８）に前記第二ビームの断面リミッター
（１４）のエッジ領域が合わせられる態様で、前記第一ビームの断面リミッター（１０）
に対して垂直に延在することを特徴とする装置。
【請求項２】
前記第二ビームの断面リミッター（１４）は、前記エッジ領域から形成されて部分的にだ
け囲繞されるビーム（５、７）用経路アパーチャ（１６）を有することを特徴とする請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
前記動作位置において、前記第二ビームの断面リミッター（１４）の前記経路アパーチャ
（１６）は、交線（１８）で前記第一ビームの断面リミッター（１０）の前記経路アパー
チャ（１２、１３）と交差することを特徴とする請求項１及び２に記載の装置。
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【請求項４】
前記第一及び第二ビームの断面リミッター（１０、１４）の前記経路アパーチャ（１２、
１３、１６）は円のそれぞれの一部によって形成されることを特徴とする請求項１乃至３
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
前記ビームの入射側に配置される、前記第一ビームの断面リミッター（１０）の前記第一
経路アパーチャ（１２）は、前記第二ビームの断面リミッター（１４）の前記経路アパー
チャ（１６）と協動してビームの伝播方向に視てほぼ円の輪郭を画成することを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
前記円形の輪郭は、該円形の輪郭に垂直に入射するビーム（５）が、前記第二ビームの断
面リミッター（１４）の前記経路アパーチャ（１６）のエッジ領域及び前記第一ビームの
断面リミッター（１０）の前記第一経路アパーチャ（１２）のエッジ表面だけに達するよ
うな輪郭であることを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
前記ビームの放射側に配置される、前記第一ビームの断面リミッター（１０）の前記第二
経路アパーチャ（１３）は、前記第二ビームの断面リミッター（１４）の前記経路アパー
チャ（１６）と協動してビームの伝播方向に視て円の輪郭を画成することを特徴とする請
求項１乃至６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
前記第一ビームの断面リミッター（１０）の前記第二経路アパーチャ（１３）及び前記第
二ビームの断面リミッター（１４）の前記経路アパーチャ（１６）により協動して画成さ
れる円形の輪郭は、該輪郭から直角に放射するビーム（７）が、前記第二ビームの断面リ
ミッター（１４）の前記経路アパーチャ（１６）のエッジ領域及び前記第一ビームの断面
リミッター（１０）の前記第二経路アパーチャ（１３）のエッジ領域だけに到達するよう
な輪郭であり、且つ、前記第一ビームの断面リミッター（１０）の前記第一経路アパーチ
ャ（１２）の境界から発生する反射又は二次的な放射線（２２）が、前記第一ビームの断
面リミッター（１０）の前記第二経路アパーチャ（１３）及び前記第二ビームの断面リミ
ッター（１４）の前記経路アパーチャ（１６）から放射する前記ビーム（７）に干渉しな
いような輪郭であることを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
前記第一ビームの断面リミッター（１０）及び前記第二ビームの断面リミッター（１４）
は、互いに取り外し可能で接続できることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項１０】
入射するビーム（５）により照射されるサンプルは、前記第一ビームの断面リミッター（
１０）における経路アパーチャ（１２、１３）を含む面に対して面直方向で離間して配置
されたサンプルホルダー内に保持されることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１１】
Ｘ線を含む電磁放射ビーム（３、５、７）による物質サンプル（６）の検査のための分析
装置（Ａ）であって、該分析装置（Ａ）は請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の少な
くとも一つの制限装置（９）を有することを特徴とする分析装置。
【請求項１２】
前記制限装置（９）が当該分析装置（Ａ）に組み込まれることにより、ターゲット（４）
又は反射器である光要素に入射し、サンプル（６）に導かれるビーム（５）が、前記第一
ビームの断面リミッター（１０）の前記第一経路アパーチャ（１２）の境界及び前記第二
ビームの断面リミッター（１４）の前記経路アパーチャ（１６）によって囲繞された入射
のアパーチャを通過し、特に前記サンプル（６）若しくは前記ターゲット（４）若しくは
前記反射器である前記光要素から発生するビーム（７）が前記第一ビームの断面リミッタ
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ー（１０）の前記第二経路アパーチャ（１３）と前記第二ビームの断面リミッター（１４
）の前記経路アパーチャ（１６）との境界によって画成される放出アパーチャを横断する
ことを特徴とする請求項１１に記載の分析装置。
【請求項１３】
前記入射ビーム（５、２１）は、前記第一ビームの断面リミッター（１０）の前記第一経
路アパーチャ（１２）のエッジ領域及び前記第二ビームの断面リミッター（１４）の前記
経路アパーチャ（１６）のエッジ領域にだけ接触することを特徴とする請求項１２に記載
の分析装置。
【請求項１４】
前記第一ビームの断面リミッター（１０）の前記第一経路アパーチャによって反射される
か又は該反射されるエリアで生成される二次的な放射線（２２）は、前記第一ビームの断
面リミッター（１０）の前記第二経路アパーチャ（１３）及び前記第二ビームの断面リミ
ッター（１４）の前記経路アパーチャ（１６）によって形成される前記放射アパーチャを
横断しないことを特徴とする請求項１２又は１３のいずれか一項に記載の分析装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１２の導入部に開示されるような電磁放射による物質サンプルの検査
のための分析装置と同様に請求項１の導入部で開示されるような電磁気の放射線のビーム
の断面を制限するための制限装置（ａ　ｌｉｍｉｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電磁放射による物質サンプルの分析において、例えば、Ｘ線により、検出器に入射する
ようにサンプルから放射するビームの断面を制限するのと同様に、サンプルに入射するビ
ームの断面を制限することが必要であり、かかるビーム制限は、例えば、サンプルホルダ
ーの部分である、光パスの側に位置している部分の放射を回避し、さらにそのような情報
が分析結果を誤って伝え得るために、かかる部分によって反射された放射線若しくは拡散
された放射線又はそのエリアで発生する二次的な放射線が検出器に達するのを防ぐのに必
要である。
【０００３】
　例えば、エネルギー散布的な測定の場合には、検出器に入射する光子はすべて、かかる
光子が検査されるサンプルから、又は取り囲む構成部分からの直接的な発生に関わらず、
カウントされる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、本発明の目的は、得られる測定結果を可能な限り真の結果にすることであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、請求項１２の特徴とする部分に開示されるような分析装置によるのと同様に
、請求項１の特徴とする部分に開示されるような制限装置により、本発明にしたがって達
成される。本発明の有利な実施態様は、従属項２乃至１１及び１３乃至１６に開示される
。
【０００６】
　第二ビームの断面リミッター（ｃｒｏｓｓ－ｓｅｃｔｉｏｎ　ｌｉｍｉｔｅｒ）は、結
果として反射されるか、若しくは拡散によって生成されるか、又は二次的に処理され、サ
ンプルから出るビームの制限と同様に、サンプルに入射するビームのビーム断面の制限を
可能にする本発明にしたがって第一ビームの断面リミッターの縦方向に関する角度で延在
する構成要素を有する。二次元の絞りとは違って、全体の断面は入射ビームに暴露され、
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したがって、その全体のエッジは、反射された放射線又は二次的な放射を生成する。すな
わち、絞り物質での入射の放射線の相互作用によって、第二ビームの断面リミッターは、
第一ビームの断面リミッターの部分的なマスキングを可能にする。絞りとして平面である
第一ビームの断面リミッターでの入射ビームの相互作用の処理は、したがって、入射ビー
ムの一部分に制限される。結果として、妨害の二次的な放射線は全体にほとんど生成され
ない。検出器リミッターから第一ビームの断面リミッターの別の領域を遮るように、この
領域で発生する反射された放射若しくは拡散された放射又は二次的な放射が、第二ビーム
の断面リミッターによって停止されるので、検出器に達することができないような手法で
第二ビームの断面リミッターにおいて同時に可能である。
【０００７】
　第一ビームの断面リミッターが放射線における２つの相互に交差する経路アパーチャ（
ｐａｓｓａｇｅ　ａｐｅｒｔｕｒｅ）を有する場合、サンプル又はターゲットによって放
射されるビームにおけるのと同様に、入射ビームのためにも不可欠な構成部分として使用
することができる。例えば、第二ビームの断面リミッターが交差エッジで第一ビームの断
面リミッターの経路アパーチャを交差するような手法で垂直に延在するように第二ビーム
の断面リミッターが配置される場合、すなわち、サンプル又はターゲットによって戻る入
射ビーム又はビームでの全体の輪郭に沿って確定された制限エッジが形成される場合、第
一ビームの断面リミッターのそれぞれの経路アパーチャ及び第二ビームの断面リミッター
の経路アパーチャは、実質的に円形又は同様の規則的で幾何学的な輪郭形態の射影（ｐｒ
ｏｊｅｃｔｉｏｎｓ）の各時間で有利に形成する一方で、入射ビームは輪郭エリアに垂直
に入射し、したがって第一ビームの断面リミッターの第一の経路アパーチャと第二ビーム
の断面リミッターの経路アパーチャとの間で形成され、放出ビームは第一ビームの断面リ
ミッターの第二の経路アパーチャと第二ビームの断面リミッターの経路アパーチャとの間
で確定された輪郭と一致して放射する。次いで、戻るビームと同様に入射ビームは、全周
囲に沿った確定された境界に遭遇し、その結果、両ビームにおいて、暴露された領域の幾
何学的に規則的な輪郭形態が形成でき、それは、すなわち、顕著な円である。この領域の
外側である放射線は確実に停止される。
【０００８】
　入射するビームは、単に入ってくるために供給されるその経路アパーチャのエッジゾー
ンを照射し、二次的な放射線からの第一ビームの断面リミッターの第二経路アパーチャの
エッジ領域は戻るビームで混在することができ、測定ビームによって暴露されないような
手法で経路アパーチャの輪郭を形成することは特に有利である。同時に、第一ビームの断
面リミッターの第一経路の窓で発生する放射が特に有利であり、顕著に、相互処理によっ
て引き起こされ、放射するビームの方向で放射された二次的な放射は、検出器に達するこ
とができないように第二ビームの断面リミッターによって遮られる。二次的な処理から発
生し、検出器に達する全体としての光子の数は、したがってかなり減少され、結果として
、測定結果はかなり増強される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明のさらなる利点及び詳細は、下記の詳細と添付図に示される本発明の実施態様か
ら明白になるであろう。
本実施態様は、図１に示されるビーム経路を参照して詳細に記載される。検査されるサン
プルの他の配置と同様に、他のビームの経路及び放射源はさらに実現可能である。図１に
示される形態は、この場合にはＸ線源である放射源１を利用し、第一ビーム３はその出口
窓２から放射し、結果として反射されるか、又は相互作用プロセスによって形成されるビ
ームのターゲット物質の放射特性を得るようにターゲット４までそのビームは導かれる。
したがって、ビーム５は測定ビームとして役立ち、検査されるサンプル６によって部分的
に反射されて、通常は、入射角度は反射角度と等しい。さらに、拡散及び二次的な放射線
は、測定ビーム５とサンプル６との間の相互作用プロセスによって引き起こされ、それら
拡散及び二次的な放射線は、サンプル６から放射するビーム７に含まれ、検出器８に導か
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れる。
【００１０】
　図８に示され、下記に詳細に記載されるように、本発明と一致する断面を制限するため
の制限装置９は、入射測定ビーム５とサンプル６の前の検出器に向かうビーム７との間に
配置される。電磁気の放射線のビーム断面のための制限装置９は、平面１１で延在する第
一ビームの断面リミッター１０を有し、本実施態様では２つの相互に交差する経路アパー
チャ１２、１３を境界づける。
【００１１】
　制限装置９はまた、第一ビームの断面リミッター１０の第一平面１１に対して垂直に方
向付けられる、本実施態様の平面１５で延在する第二ビームの断面リミッター１４を有す
る。
【００１２】
　要素１４及び１０が互いに完全に垂直で延在する必要はなく、要素１４が代りに、第一
ビームの断面リミッター１０の平面１１に関する角度で延在する縦の構成部分を含む場合
、十分であってよい。かかる垂直の配向は、第二ビームの断面リミッター１４における単
一の構造的な構成部分の使用が、出口ビーム７での同一効果と同様に入射ビーム５に作用
する効果を可能にする利点を提供する。この効果は、原則としては、互いに隣接してかつ
平行で配置されてもよいか、又は互いに関する角度で配置されてもよい、複数の構造的な
構成部分１４によって達成することができる。
【００１３】
　装置９は、単一部分として構成されてよく、又は、例えば、タングステンなどの金属か
ら成る複数の部分を有する装置として構成されてもよい。制限装置９が２つの部分から構
成される場合、取り外し可能な接続が部分１０と１４との間に可能であり、例えば、第二
ビームの断面リミッター１４は射影１９の手段によって第一ビームの断面リミッター１０
のくぼみ（ｒｅｃｅｓｓｅｓ）２０に保持することができる。また、スクリュー、クラン
プ又は他の可能な施錠接続要素の手段による接続は実現可能である。さらに、例えば、保
持溝において、第一ビームの断面リミッターがそこに単に緩やかに配置できた後、分析装
置Ａの第二ビームの断面リミッター１４に挿入することが可能である。次いで、分析装置
Ａの対応するマウントは、互いに関連する部分１０と１４のアライメントが自動的に修正
することを保証する。
【００１４】
　放射と同様に入射するビーム５、７における使用を可能にするために、第一ビームの断
面リミッター１０は、交差１８の理想上の線に沿って互いに交差する、２つの経路アパー
チャ１２、１３を備えて提供される。交差１８のかかる線は、第二ビームの断面リミッタ
ー１４が本実施態様で位置する、平面１５に位置する。本実施態様は、例えば、Ｘ線（図
４）である、放射線のための経路アパーチャ１６を有し、かかる経路アパーチャはそのエ
ッジ領域１７で開始し、単に部分的に包含される。
【００１５】
　部分１０及び１４が互いに取り付けられた場合、経路アパーチャ１２、１３は、交差の
線１８に沿って第二ビームの断面リミッター１４によって交差され、結果として平面１５
の経路アパーチャ１６は、経路アパーチャ１２及び１３に対して垂直に延在し、閉じた輪
郭を形成するように毎時間これらのアパーチャを補足する。かかる閉じられた輪郭は、入
射ビーム５における図５及び放出ビーム７における図６に示され、ビーム５及び７のそれ
ぞれの伝播の方向に対して垂直な射影の実質的な円を毎時間形成する。しかしながら、例
えば、正方形又は長方形の輪郭の異なる幾何学的な輪郭を有することと同様に、経路アパ
ーチャ１２、１３においても可能である。その場合に、例えば、第一ビームの断面リミッ
ター１０の第一経路アパーチャ１２及び第二ビームの断面リミッター１４の経路アパーチ
ャ１６による入射ビーム５において、正方形又は長方形の入り口アパーチャを得られ、さ
らに第一ビームの断面リミッター１０の第二経路アパーチャ１３及び第二ビームの断面リ
ミッター１４の経路アパーチャ１６によって形成された放出ビーム７においても、正方形
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又は長方形の入り口アパーチャを得られうる。
【００１６】
　制限装置９は、照射されるサンプル６の正面の表面の前に位置されるような手法で分析
装置Ａに設置される。サンプル６は、例えば、サンプルホルダー２３（図８）によって保
持される。
【００１７】
　第二ビームの断面リミッター１４は、妨害する放射線の除去に関して二重の効果を生じ
、その一つは、サンプルホルダー２３に入射するか、又は第一ビームの断面リミッター１
０の第二経路アパーチャ１３のエッジ領域に入射し、したがって望ましくない二次的な処
理を引き起こすかもしれない放射線２１は、第二ビームの断面リミッター１４によって停
止され、比較的小さな経路アパーチャ１６（第二ビームの断面リミッター１４の正面に波
上の線２１によって、及びその後の点線の波線によって図８に示される）を横断すること
ができないために除去される。もう一方では、第一ビームの断面リミッター１０の第一経
路アパーチャ１２のエッジ若しくはサンプルホルダー２３に反射された放射線２２又は相
互作用処理によって引き起こされた拡散された若しくは二次的な放射は、第二ビームの断
面リミッター１０によって停止される（第二ビームの断面リミッター１４の正面の波線に
よって、及びかかるリミッターの後ろの点線の波線２２によって図８に示される）。
【００１８】
　ビーム５及び７内の点線の直線から明白であるように、経路アパーチャ１２、１３及び
１６のエッジは、入射ビーム５及び放射ビーム７のエッジを制限するために役立つ。サン
プル上の光のスポットの直径の典型的な大きさは、ほぼ２０ｍｍである。
【００１９】
　したがって、全体的に、入射ビームは第一ビームの断面リミッター１０での第二経路ア
パーチャ１３から完全に離れて維持され、その結果、そのエリアでいずれの二次的なプロ
セスをも引き起こすことができない。入射ビーム５の幅は、一方、第一ビームの断面リミ
ッター１０での第一経路アパーチャ１２によって制限され、もう一方では、第二ビームの
断面リミッター１４での経路アパーチャ１６によって制限される。
【００２０】
　さらに、第一経路アパーチャ１２から反射された放射線又は二次的な放射線２２のこれ
ら放射線が完全に止められるので、第一経路アパーチャ１２から反射された放射線又は二
次的な放射線２２がビームに侵入することができないことを保証する。したがって、検出
器８は、第一経路アパーチャ１２のエッジ領域でいずれの場合にも発生しない放射線だけ
を受ける。
【００２１】
　したがって、サンプルホルダー２３若しくは第一ビームの断面リミッター１０の絞り物
質によって反射されるか又は相互作用によって生成される二次的な放射線は、測定結果に
影響を与えることを有効に防ぐ。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】Ｘ線によるサンプルの検査段階で発生するような基本的なビームの経路を示す。
【図２】本発明と一致する、ビームの制限装置の斜視図である。
【図３】第一平面で延在する第一ビームの断面リミッターの部分的な斜視図である。
【図４】平面に垂直に方向づけられて延在する第二ビームの断面リミッターの図３と同様
の図である。
【図５】サンプル上で光線の入射に沿って見られるような本発明と一致する、ビームの断
面リミッターの斜視図である。
【図６】検出器から見た図５と同様の図である。
【図７】共にクリックすることができる、ビームの制限装置の図２と同様の図である。
【図８】本発明と一致する装置が挿入された場合の入射ビームとサンプルから放射するビ
ームのビーム経路の断面図である。
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